
材料刻蚀公司 台湾材料刻蚀 半导体材料刻蚀工艺

产品名称 材料刻蚀公司 台湾材料刻蚀
半导体材料刻蚀工艺

公司名称 广东省科学院半导体研究所

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区长兴路363号

联系电话 15018420573 15018420573

产品详情

氮化镓材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚
焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际
需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

它一般有下述特点：

(1)膜材料比相应的体材料更容易刻蚀。因此，必须用稀释的刻蚀剂，以便控制刻蚀速率。

(2)受照射的膜一般将被迅速刻蚀。这种情况，包括离子注入的膜，电子束蒸发生成的膜，材料刻蚀多少
钱，甚至前工序中曾在电子束蒸发环境中受照射的膜。而某些光刻胶受照射则属于例外，因为这是由于
聚合作用而变得更难刻蚀的缘故。负性胶就是一例。

(3)内应力大的膜将迅速被刻蚀。膜的应力通常由沉积温度、沉积技术和基片温度所控制。

(4)微观结构差的薄膜，包括多孔膜和疏松结构的膜，将被迅速刻蚀。这样的膜，常可以通过高于生长温
度的热处理使其致密化。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

氮化镓材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚
焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际
需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

 有图形的光刻胶层在刻蚀中不受腐蚀源明显的侵蚀。



 “刻蚀”指用化学和物理方法有选择地从硅片表面去除不需要的材料，是晶圆制造中不可或缺的关键
步骤。刻蚀技术按工艺可以分为湿法刻蚀与干法刻蚀，其中干法刻蚀是目前8英寸、12英寸先进制程中的
主要刻蚀手段，干法刻蚀又多以“等离子体刻蚀”为主导。在刻蚀环节中，硅电极产生高电压，令刻蚀
气体形成电离状态，其与芯片同时处于刻蚀设备的同一腔体中，材料刻蚀代工，并随着刻蚀进程而逐步
被消耗，因此刻蚀电极也需要达到与晶圆一样的半导体级的纯度（11个9）。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

氮化镓材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚
焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，台湾材料刻蚀，立足于广东省经济
社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术
开发。

 刻蚀流片的速度与刻蚀速率密切相关喷淋流量的大小决定了基板表面药液置换速度的快慢。

 相比刻蚀用单晶硅材料，芯片用单晶硅材料是芯片等终端产品的原材料，市场更为广阔，国产替代的
需求也十分旺盛。SEMI的统计显示，2018年全i球半导体制造材料市场规模为322.38亿美元，其中硅材料
的市场规模达到121.24亿美元，占比高达37.61%。刻蚀用单晶硅材料和芯片用单晶硅材料在制造环节上有
诸多相似之处：积累的固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺、多晶硅投料优化等工艺技术已经达
到国i际先进水平，为进入新赛道提供了产业技术和经验的支撑。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

材料刻蚀公司-台湾材料刻蚀-
半导体材料刻蚀工艺由广东省科学院半导体研究所提供。广东省科学院半导体研究所是广东 广州 ,电子
、电工产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在半导体研究所领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创半导体研究所更加美好的未来。
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